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摘要(译)

一种有机层沉积设备，包括：沉积源，配置为排出沉积材料;沉积源喷嘴
单元，设置在沉积源的一侧并包括多个沉积源喷嘴;图案化缝隙片面向沉
积源喷嘴单元并包括多个图案化缝隙，图案化缝隙片在垂直于第一方向
的第一方向或第二方向中的至少一个方向上小于基板;阻挡构件，被配置
为设置在基板和沉积源之间，以阻挡基板的至少一部分;阻挡构件上的加
热构件，用于加热阻挡构件，基板与有机层沉积装置隔开预定距离，基
板或有机层沉积装置可相对于另一个移动。
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